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e.p.t.q. Skin Care Rx maska na bazi hijaluronske kiseline

= sadrzava hijaluronsku kiselinu u obliku filera
e.p.t.q. koja potice hidrataciju

= poboljSava elasti¢nost i njeguje kozu s pomocu tri
vrste peptida

= maska za lice koja ne sadrzava sljedecih pet
kemikalija: parabene, umjetna bojila, mineralno
ulje, sirovine Zivotinjskog porijekla, benzofenon

= odobrio EWG, sigurni sastojci, pouzdan recept

= 100% prirodna maska za lice u maramici

= poboljSano prianjanje uz kozu

= 24 mg bogate kremaste esencije s hijaluronskom
kiselinom

Sadrzava hijaluronsku kiselinu u obliku filera e.p.t.q.
Sa snaznim hidratacijskim i umiruju¢im djelovanjem na kozu

3 sastojka

,Bakreni tripeptid, EGF, FGF” Tri N
vrste peptida koji hrane umornu GHK-CU (CopperTiperic )
koZu te pobolj$avaju njezinu o
elasti¢nost.
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